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Improved crystallinity of Ca1-xCexMnO3 thin film prepared by DC-RF magnetron sputtering method 
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Abstract . Ca0.96Ce0.04MnO3 (CCMO) thin films are prepared on the YAlO3(001) substrate by a DC-RF magnetron 

sputtering method.  The surface of the grown films is observed using scanning probe microscopy.  The film grown at 

600ºC, 0.5Pa shows particles with a diameter of approximately 30 nm. The particles seem to align along the 

substrate steps. 

 

1. 背景 

電気磁気効果を示す Cr2O3を電界効果型の磁気特

性制御デバイスに応用するために、下部電極として

Ca0.96Ce0.04MnO3 (CCMO)を YAlO3 (YAO)基板上に成

膜したので報告する 1 ) 2) 3)  。 

2．目的 

YAlO3(YAO)基板上に下部電極として CCMO を

DC-RF マグネトロンスパッタ法を用いて成膜した。

成膜条件を最適化することで結晶性の向上を目指し

た。 

3. 実験方法・条件 

YAO基板をNaOH水溶液でエッチング処理した後、

大気中にて1000℃、1時間のアニール処理を行った。

DC-RF マグネトロンスパッタ法を用い、off-axisにて

成膜した。基板温度は、600~750ºC、O2/Ar=1:2、成膜

圧力 0.5 および 5Pa、RF を 80W、DC を 0.06A とし

た。4) 

4 結果 

図 1に基板温度、成膜圧力(a)725 ºC、5Pa、(b)600ºC、

0.5Pa で成膜した CCMO 膜の表面像(2×2µm2)を示す。

(a)では 100nm 程度の高さの大きなグレインの下に、

高さ約 10nmの平坦なグレインを確認した。(b)では、

直径 30nm 程度の粒子が基板ステップに沿って成長

している様子を確認した。 

 

   

 

5．考察・まとめ 

YAO 基板上に DC-RF マグネトロンスパッタリング

法による CCMO 薄膜の作製を行い、表面形状観察を

行った。表面像だけからは、600ºC、0.5Pa の条件が最

適であることがわかった。 
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